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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極層間に有機エクトロルミネッセンス層を形成した発光素子を備える基板と、前記基
板に対向する面に色変換フィルタを備える透明基板を貼り合わせて形成された薄膜トラン
ジスタ回路により駆動されるアクティブ型の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にお
いて、
　前記発光素子が形成された最上面全面に被覆されたガスバリア性を有する無機絶縁膜を
備え、
　前記色変換フィルタが、顔料分散色フィルタ層と可視光域に発光する物質を含有する色
変換フィルタ層とからなり、
　前記透明基板と前記色変換フィルタとの間に、膜中に微小空孔を有する光透過性の多孔
質絶縁膜を備え、
　前記色変換フィルタと前記無機絶縁膜とが対向するとともに、その間にガスを封止した
封止空間を備え、
　前記多孔質絶縁膜は光散乱効果及び水分吸収性を有し、当該多孔質絶縁膜の一部はその
上に前記色変換フィルタが形成されずに前記封止空間に露出しており、前記発光素子で発
生した光は、前記色変換後に当該多孔質絶縁膜で光散乱され、当該光散乱後に前記透明基
板を経て取り出されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
　複数の前記色変換フィルタを備え、
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　前記色変換フィルタの一つが、波長４６０ｎｍ以下の光を吸収して波長４６０ｎｍ以上
の光を発する物質を含有する緑色フィルタであり、
　前記色変換フィルタの一つが、波長５５０ｎｍ以下の光を吸収して波長５５０ｎｍ以上
の光を発する物質を含有する赤色フィルタであり、
　前記色変換フィルタの一つが、波長４２０ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０ｎｍ以上
の光を発する物質を含有する青色フィルタであることを特徴とする請求項１に記載の有機
エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
　複数の前記色変換フィルタを備え、
前記色変換フィルタの一つが、緑顔料分散色フィルタ層と波長４６０ｎｍ以下の光を吸収
して波長４６０ｎｍ以上の光を発する物質を含有する緑色フィルタとからなり、
　前記色変換フィルタの一つが、赤顔料分散色フィルタ層と波長５５０ｎｍ以下の光を吸
収して波長５５０ｎｍ以上の光を発する物質を含有する赤色フィルタとからなり、
　前記色変換フィルタの一つが、青顔料分散色フィルタ層と波長４２０ｎｍ以下の光を吸
収して波長４２０ｎｍ以上の光を発する物質を含有する青色フィルタとからなることを特
微とする請求項１に記載の有機エクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】
　前記色変換フィルタが、
　青顔料分散色フィルタ層からなる青色フィルタと、
　緑顔料分散色フィルタ層と波長４６０ｎｍ以下の光を吸収して波長４６０ｎｍ以上の光
を発する物質を含有する色変換フィルタ層との２層又はこの２層の混合層からなる緑色変
換フィルタと、赤顔料分散色フィルタ層と波長５５０ｎｍ以下の光を吸収して波長５５０
ｎｍ以上の光を発する物質を含有する色変換フィルタ層との２層又はこの２層の混合層か
らなる赤色変換フィルタと、これらフィルタ全面を被覆する波長４２０ｎｍ以下の光を吸
収して波長４２０ｎｍ以上の光を発する物質を含有する青色変換フィルタとからなること
を特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】
　前記多孔質絶縁膜が、可視光波長領域の透過率が８０％以上の特性を有し、ＳiＯを含
有することを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表
示装置。
【請求項６】
　前記多孔質絶縁膜が、可視光波長領域の透過率が８０％以上の特性を有し、
　膜密度が、０.６ｇ／ｃｍ3以上１．８ｇ／ｃｍ3未満の特性を有し、
　膜屈折率が、前記透明基板よりも低い特性を有することを特徴とする請求項１～４の何
れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
　前記多孔質絶縁膜が、可視光波長領域の透過率が８０％以上の特性を有し、
　膜中の主要空孔成分の孔径が、０．２ｎｍ以上５．０ｎｍ以下の特性を有することを特
徴とする請求項１～４の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
　前記多孔質絶緑膜が、可視光波長領域の透過率が８０%以上の特性を有し、
　膜中の平均空孔径が、０．６ｎｍ以上３．０ｎｍ以下の特性を有することを特徴とする
請求項１～４の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】
　前記多孔質絶縁膜が、可視光波長領域の透過率が８０％以上の特性を有し、
　膜中の極大空孔径が、０．４ｎｍ以上２．０ｎｍ未満の特性を有することを特徴とする
請求項１～４の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１０】
　前記多孔質絶縁膜が、水素化シルセスキオキサン化合物又はメチルシルセスキオキサン
化合物を主成分とする塗布膜を加熱して得られるＳｉＯを含有する絶緑膜であることを特
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徴とする請求項１～９の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１１】
　前記多孔質絶縁膜が、水素化シルセスキオキサン化合物又はメチルシルセスキオキサン
化合物を主成分とする塗布膜を３００℃以上４５０℃以下の条件にて加熱して得られるＳ
ｉＯを含有する絶縁膜であることを特徴とする請求項１０に記載の有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置。
【請求項１２】
　前記多孔質絶縁膜が、アルキルシラン化合物又はアルコキシシラン化合物を主成分とす
るソースガスを用いる化学気相成長反応により形成したＳｉＯを含有する絶縁膜であるこ
とを特徴とする請求項１～９の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１３】
　前記多孔質絶縁膜が、アルキルシラン化合物又はアルコキシシラン化合物を主成分とす
るソースガスを用いる化学気相成長反応により膜を形成した後に、３００℃以上４５０℃
以下の条件にて加熱して得られるＳｉＯを含有する絶縁膜であることを特徴とする請求項
１２に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１４】
　前記ガスは、乾燥窒素であることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置。

                                                                          

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に係り、特に、有機エレクトロルミ
ネッセンス層からの発光を対向する透明基板に形成された色変換フィルタを透過させて３
原色に分離してカラー表示する表示装置において、透明基板からの発光取り出し効率を向
上させた高性能な有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（以下「有機ＥＬ」という。）表示装置は、バックライ
トが必要な液晶表示装置とは異なり、自発光であるため、液晶よりも薄型で、視野角も広
く、応答速度が速いために、動画表示にも優れているなどの特徴があり、近年研究開発が
活発であり、製品化の発表も盛んに行われている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置の基本構造は、有機ＥＬ発光層が二つの電極の間に挟まれたサンドイ
ッチ構造で、このとき、発光層の光を外に取り出す側の電極が透明であることが必要であ
る。透明電極としては、液晶表示装置などにも使われている酸化スズ・酸化インジウム（
Indium Tin Oxide）材料、酸化インジウム・酸化亜鉛（Indium Zinc Oxide）材料が知ら
れている。
【０００４】
　有機ＥＬ表示装置は、発光の取り出し方向により、２つの構造に大別される。有機ＥＬ
発光層の形成された透明基板を通して発光層の光を外に取り出す構造の有機ＥＬ表示装置
をボトムエミッション構造と称し、有機ＥＬ発光層の形成された基板と対向する透明基板
を通して発光層の光を外に取り出す構造をトップエミッション構造と称している。
【０００５】
　有機ＥＬ発光層の形成された基板に薄膜トランジスタ（以下「ＴＦＴ」という。）回路
が形成されたアクティブ型有機ＥＬ表示装置では、ＴＦＴ回路が形成された基板を通して
有機ＥＬ層の光を外に取り出すボトムエミッション構造では、回路の配線パターンにより
透過光が遮光されて輝度を低下させる問題がある。
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【０００６】
　これに対して、トップエミッション構造の有機ＥＬ表示装置では、回路基板による遮光
問題がないため、有機ＥＬ層の発光を有効に利用することができるので優位な構造である
。
【０００７】
　しかしながら、どちらの方式も使用される透明基板は、ガラスが用いられていることが
多い。このとき、古典的な光学論の解釈では、ガラスと空気の全反射角から、有機ＥＬ発
光層で発生した光の８０％程度が基板内に閉じ込められて、約２０％程度しか大気中に取
り出していないと言われており（例えば、下記非特許文献１を参照）、有機ＥＬ層の発光
効率を向上させて輝度が高まったとしても、また、トップエミッション構造として発光を
有効に利用したとしても、透明基板外部への光取り出し効率が問題となり、表示性能を向
上できない課題がある。
【０００８】
　このような課題を解決する手段として、下記特許文献１に記載のように、ガラス基板と
比較して屈折率の低い、シリカエアロゲルからなる低屈折率体を有する透明電極基板を用
いることで取り出し効率を向上できる技術が提案されている。また、ガラス基板と比較し
て屈折率の低い、膜中に空孔を有するスピンオングラス材料の膜を形成することで取り出
し効率を向上できる技術が提案されている（下記非特許文献２を参照）。また、下記特許
文献２にも、低屈折率層を設けることが記載されている。この特許文献２では、特に低屈
折率層の密度は０．４ｇ／ｃｍ3以下であることが好ましいとされている。
【０００９】
　有機ＥＬ発光材料には、低分子材料と高分子材料が知られている。前者では有機ＥＬ発
光層のパターンを形成する場合、材料を加熱して金属マスクなどを介して所望のパターン
形状を形成する蒸着法が一般的に用いられている。後者では有機ＥＬ発光層パターンは、
インクジェット法や印刷法などを用いて形成する方法が知られている。
【００１０】
　有機ＥＬ表示装置において、フルカラー表示を行う方式は、次に示す方式(１)、(２)、
(３)の３つに大別される。
【００１１】
　（１）赤、緑、青の３原色域に発光スペクトルを有する有機ＥＬ材料を用いる方式であ
る。この方式では、特にアクティブ型有機ＥＬ表示装置に適用する場合、有機ＥＬ材料を
マトリクス画素上に形成する必要があり、上述のようなパターン形成法を用いて画素を高
精細化するには、蒸着用の金属マスクの高精細化や、インクジェットの高精度化などの課
題があり、大画面、高精細の表示装置を製造することは非常に困難になってくる。
【００１２】
　（２）可視光域に発光スペクトルを有する白色ＥＬ材料と、赤、緑、青の３色カラーフ
ィルタとを組み合わせて、白色発光がカラーフィルタ層を透過して、赤、緑、青の３原色
に変換することで、フルカラー表示方式がある（下記特許文献１を参照）。この原理は、
液晶表示装置のバックライト白色光とカラーフィルタ基板との組み合わせと同様のフルカ
ラー表示技術である。この方式では、白色ＥＬ層は、基板全面に形成すればよく、パター
ンを形成する必要がないため、画素を高精細化する場合にも上述のような課題はない。
【００１３】
　（３）近紫外や青色領域に発光スペクトルを有するＥＬ材料と、この発光を吸収して青
、緑、赤の領域に発光スペクトルを有する蛍光材料の色変換フィルタとを組み合わせて、
赤、緑、青の３原色を発光させるフルカラー表示方式がある（下記特許文献２を参照）。
この方式では、近紫外、青色ＥＬ層を、基板全面に形成すればよく、パターンを形成する
必要がない。また、白色ＥＬと３色カラーフィルタとの組み合わせのように、カラーフィ
ルタにより光量が１／３に減衰する問題もない。
【非特許文献１】M. -H. Lu, Appl. Phys. Lett., v78, p1927 (2001)
【非特許文献２】T. Nakayama, et al., International Display Workshops 2002 (IDW'0
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2) proceedings, p1163 (2002)
【特許文献１】特開２００３－２５７６２２号公報
【特許文献２】特開平３－１５２８９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　前記特許文献１に記載の技術を、特にトップエミッション構造のアクティブ型有機ＥＬ
表示装置に適用するには、以下のような課題がある。白色発光は、カラーフィルタ層を透
過することで、特定波長域の光のみが選択的に透過して、青、緑、赤の３原色を表示する
。例えば、青色用のフィルタでは白色光のうち青色の光だけを透過するため、入射光の２
／３以上の損失を余儀なくされ、緑、赤色用のフィルタでも同様にして、透過光が１／３
に減衰する問題があり、表示輝度といった性能は、白色ＥＬ材料の発光輝度に依存する。
【００１５】
　前記特許文献２に記載の技術を、特にトップエミッション構造のアクティブ型有機ＥＬ
表示装置に適用するには、表示輝度といった性能は、近紫外、青色ＥＬ材料の発光輝度に
依存する問題があり、現状のＴＦＴ回路で駆動し得る電流、電圧値で発光する高輝度の紫
外、青色ＥＬ材料は得られていない。また、白色ＥＬとカラーフィルタとの組み合わせと
異なり、フルカラー表示には、近紫外や青色発光を吸収して、緑色や赤色領域に発光スペ
クトルを有する発光材料を用いる必要があるが、高効率に光吸収ならびに発光し得る緑色
、赤色発光材料が課題となっている。
【００１６】
　更に、どちらの方式もカラーフィルタ層や色変換層が形成された透明基板からの光取り
出しにおいて、有機ＥＬ発光層で発生した光の大部分が透明基板内に閉じ込められて、大
気中への取り出し効率が低く、有機ＥＬ層の発光効率を向上させて輝度が高まったとして
も、透明基板外部への光取り出し効率が問題となり、表示性能を向上できない課題がある
。
【００１７】
　本発明の目的は、前記背景技術の諸問題を解決し、白色発光ＥＬ材料とカラーフィルタ
基板との組み合わせでフルカラー表示を行うトップエミッション構造アクティブ型有機Ｅ
Ｌ表示装置において、有機ＥＬ層からカラーフィルタ基板側に対して、効率よく発光を取
り出すことが可能な高輝度アクティブ型有機ＥＬ表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　白色発光ＥＬ材料とカラーフィルタ基板との組み合わせでフルカラー表示を行うトップ
エミッション構造アクティブ型有機ＥＬ表示装置において、カラーフィルタ基板が、その
透明基板上直接に、光を効率よく取り出す酸化シリコン(ＳｉＯ)を含有する多孔質絶縁膜
を有し、さらに、その上面に青、緑、赤色用の顔料分散方式のカラーフィルタ層を有し、
緑、赤カラーフィルタ層は、さらに色変換機能を有する色変換フィルタであり、カラーフ
ィルタ層面からＥＬ材料の白色発光を投入し、カラーフィルタ基板を透過させて、青、緑
、赤３色に光分離させる。
【００１９】
　通常、白色発光ＥＬ材料と顔料分散方式の青、緑、赤色フィルタとの組み合わせでは、
それぞれの色フィルタを白色発光が透過するときに、入射光の２／３以上の損失を余儀な
くされる。しかしながら、本発明の色変換機能を有する色変換フィルタを適用すれば、緑
色フィルタ層において、通常透過しない短波長側の光を吸収して、緑色領域に発光するこ
とで、緑色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。また、赤色フ
ィルタ層において、通常透過しない短波長側の光を吸収して、赤色領域に発光することで
、赤色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。
【００２０】
　前記色変換フィルタは、以下の特徴(１)ないし(６)を有する。



(6) JP 4695345 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

【００２１】
　（１）色変換フィルタは、顔料分散色フィルタ中に可視光域に発光する物質を含有して
形成される。
【００２２】
　（２）色変換フィルタは、顔料分散色フィルタ層と、可視光域に発光する物質を含有す
る色変換フィルタ層との２層から形成される。
【００２３】
　（３）色変換フィルタにおいて、緑色フィルタは、緑色顔料を分散し、波長４６０ｎｍ
以下の光を吸収して波長４６０ｎｍ以上の光を発する物質を含有して形成される。また、
緑色フィルタは、顔料分散緑色フィルタ層と、波長４６０ｎｍ以下の光を吸収して波長４
６０ｎｍ以上の光を発する物質を含有する緑色変換フィルタ層との２層から形成される。
【００２４】
　（４）色変換フィルタにおいて、赤色フィルタは、赤色顔料を分散し、波長５５０ｎｍ
以下の光を吸収して波長５５０ｎｍ以上の光を発する物質を含有して形成される。また、
赤色フィルタは、顔料分散赤色フィルタ層と、波長５５０ｎｍ以下の光を吸収して波長５
５０ｎｍ以上の光を発する物質を含有する赤色変換フィルタ層との２層から形成される。
【００２５】
　（５）色変換フィルタにおいて、青色フィルタは、顔料分散青色フィルタ層と、波長４
２０ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０ｎｍ以上の光を発する物質を含有する青色変換フ
ィルタ層との２層から形成される。
【００２６】
　（６）色変換フィルタが、顔料分散青色フィルタ層からなる青色フィルタと、顔料分散
緑色フィルタ層と波長４６０ｎｍ以下の光を吸収して波長４６０ｎｍ以上の光を発する物
質を含有する色変換フィルタ層との２層からなる緑色変換フィルタと、顔料分散赤色フィ
ルタ層と波長５５０ｎｍ以下の光を吸収して波長５５０ｎｍ以上の光を発する物質を含有
する色変換フィルタ層との２層からなる赤色変換フィルタと、それらフィルタ層全面を被
覆する波長４２０ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０ｎｍ以上の光を発する物質を含有す
る色変換層を備えた色変換フィルタである。
【００２７】
　光を吸収して、それよりも長波長側の光を発する物質としては、多種類の蛍光体材料が
一般的に知られており、これらを用いることができる。本発明で用いるに好適な蛍光体材
料を図１３に示すが、これらに限定されるわけではない。
【００２８】
　蛍光体材料は、顔料分散色フィルタ層形成用の感光性材料溶液に溶解、分散させて用い
ることができる。これにより、顔料と発光物質を含有する色変換フィルタが形成される。
また、蛍光体材料は、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感光性アク
リルポリマ材料等の溶液に溶解、分散させて用いることができる。これにより、発光物質
を含有する膜が形成でき、顔料分散フィルタ層との２層構造の色変換フィルタ層が形成さ
れる。色フィルタ層も形成方法としては、周知のフォトリソグラフィ技術を用いることが
可能である。また、各種の印刷法を用いることも可能である。
【００２９】
　前記多孔質絶縁膜は、以下(１)ないし(７)の特性を有する絶縁膜である。
【００３０】
　(1) 膜密度：膜密度は、０．６ｇ／ｃｍ3以上１．８ｇ／ｃｍ3未満の特性を有しており
、より好ましくは０．６ｇ／ｃｍ3以上１．５ｇ／ｃｍ3以下の範囲である。膜密度が０．
６ｇ／ｃｍ3より小さくなる場合は、これに相関して膜物性、特に膜硬度や弾性率が低く
なり、アクティブ型有機ＥＬ表示装置に対して実用上用いるに適した絶縁膜とは言い難い
。また、膜密度が１．８ｇ／ｃｍ3以上ある場合は、これに相関して空孔が少ない絶縁膜
構造となり、本発明の目的とする効率よく発光を取り出すことが可能な高輝度アクティブ
型有機ＥＬ表示装置を達成するに適した多孔質絶縁膜が得られない。
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【００３１】
　(2) 膜屈折率：膜屈折率は、１．１以上１．４以下の範囲の特性を有している。屈折率
が１．１未満である場合は、これに相関して膜密度が小さくない、即ち膜硬度や弾性率な
どの膜物性が低くなってしまい、アクティブ型有機ＥＬ表示装置に対して実用上用いるに
適した絶縁膜とは言い難い。また、屈折率が１．４を越える場合は、有機ＥＬ表示装置に
用いられる透明基板や透明電極の屈折率との差が小さくなり、有機ＥＬ層からの発光を外
部に取り出す光を効率が乏しく、本発明の目的とする高輝度アクティブ型有機ＥＬ表示装
置を達成できない。
【００３２】
　(3) 膜中の主要空孔成分の孔径：本発明の多孔質絶縁膜中の主要空孔成分の孔径は、０
．２ｎｍ以上５．０ｎｍ以下の範囲の特性を有しており、より好ましくは０．２ｎｍ以上
３．０ｎｍ以下の範囲である。本発明の多孔質絶縁膜は、一例として図１２に示すような
孔径分布特性を示す多孔質膜である。ここで言う所の主要空孔成分とは、空孔径極大値を
示す空孔成分量からその１／１０の存在率に当たる空孔量まで有する径を示すものとする
。主要成分の空孔径が０．２ｎｍより小さくなる場合は、空孔径が小さくなりすぎて空孔
による光散乱効果が小さくなり、有機ＥＬ層からの発光を外部に取り出す光を効率が乏し
く、本発明の目的とする高輝度アクティブ型有機ＥＬ表示装置を達成できない。空孔径の
主要成分が５．０ｎｍを大きく越える場合は、これに相関して膜密度が小さくなり、即ち
膜硬度や弾性率などの膜物性が低くなってしまい、アクティブ型有機ＥＬ表示装置に対し
て実用上用いるに適した絶縁膜とは言い難い。
【００３３】
　(4) 膜中の平均空孔径：本発明の多孔質絶縁膜中の平均空孔径は、０．６ｎｍ以上３．
０ｎｍ以下の範囲の特性を有している。平均空孔径が０．６ｎｍより小さくなる場合は、
空孔径が小さくなりすぎて空孔による光散乱効果が小さくなり、有機ＥＬ層からの発光を
外部に取り出す光を効率が乏しく、本発明の目的とする高輝度アクティブ型有機ＥＬ表示
装置を達成できない。平均空孔径が３．０ｎｍを大きく越える場合は、これに相関して膜
密度が小さくなり、即ち膜硬度や弾性率などの膜物性が低くなってしまい、アクティブ型
有機ＥＬ表示装置に対して実用上用いるに適した絶縁膜とは言い難い。
【００３４】
　(5) 膜中の極大空孔径：本発明の多孔質絶縁膜中の極大空孔径は、０．４ｎｍ以上２．
０ｎｍ未満の特性を有している。極大空孔径が０．４ｎｍ未満である場合は、空孔径が小
さくなりすぎて空孔による光散乱効果が小さくなり、有機ＥＬ層からの発光を外部に取り
出す光を効率が乏しく、本発明の目的とする高輝度アクティブ型有機ＥＬ表示装置を達成
できない。平均空孔径が２．０ｎｍを越える場合は、これに相関して膜密度が小さくなり
、即ち膜硬度や弾性率などの膜物性が低くなってしまい、アクティブ型有機ＥＬ表示装置
に対して実用上用いるに適した絶縁膜とは言い難い。
【００３５】
　(6) 膜透過率：本発明の多孔質絶縁膜は、可視光波長領域の透過率は８０％以上の特性
を有しており、より好ましくは９０％以上の特性を有する。透過率が８０％未満では、光
取り出し効果よりも遮光効果の方が勝ってしまい、本発明の目的とする高輝度アクティブ
型有機ＥＬ表示装置を達成できない。
【００３６】
　(7) 吸湿特性：本発明の多孔質絶縁膜は、膜表面に対して微小開口孔が存在し、その開
口孔が水分を吸着する特性を有する場合もある。
【００３７】
　本発明の多孔質絶縁膜は、水素化シルセスキオキサン（Hydrogen Silsesquioxane）化
合物又はメチルシルセスキオキサン（Methyl Silsesquioxane）化合物を主成分とする塗
布膜を加熱して得ることが可能である。これらは、水素化シルセスキオキサン化合物又は
メチルシルセスキオキサン化合物を主成分とする塗布溶液を基板に塗布し、１００℃以上
３００℃未満で中間加熱したのち、窒素雰囲気中などの不活性雰囲気内にて３００℃以上
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、４００℃以下の条件にて加熱することで、Ｓｉ？Ｏ？Ｓｉの結合がラダー構造的に形成
され、最終的にＳｉＯを主成分とする絶縁膜となる。
【００３８】
　水素化シルセスキオキサン化合物又はメチルシルセスキオキサン化合物を主成分とする
塗布膜を加熱して得られるＳｉＯを主成分とする絶縁膜において、シルセスキオキサン化
合物溶液にメチルイソブチルケトンなどの溶媒以外に、最終加熱条件温度未満で、即ち３
００℃未満で分解しやすい成分を含有させ、膜中で本成分が分解した跡が空孔として形成
し、成膜温度により分解挙動を変化させることで、空孔形成を制御し、空孔径範囲を選択
的な範囲に収めることができる。
【００３９】
　微小空孔の径が大きくなると絶縁膜自身の構造体としての機械的強度が低下する問題も
新たに生じることとなり、絶縁膜中に含有させる空孔の大きさには、細心の注意が必要で
ある。そこで、本発明では、空孔径の範囲を制御することで、絶縁膜の機械的強度の低下
を抑制するようにした。
【００４０】
　溶液を塗布する方法としては、回転塗布やスリット塗布、あるいは印刷方式が挙げられ
る。塗布膜が加熱して形成されるため、高密度に微細な配線を形成した場合、ＣＶＤ膜と
比較して、段差の被覆性が良好で表面段差を解消できるという点で優位である。
【００４１】
　また、本発明の多孔質絶縁膜は、アルキルシラン化合物、アルコキシシラン化合物を主
成分とするガスを用いる化学気相成長反応法（ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法
）により形成することが可能である。これらは、アルキルシラン化合物、アルコキシシラ
ン化合物を主成分とするガスを用いる化学気相成長反応により膜を形成した後に、３００
℃以上、４５０℃以下の条件にて加熱処理して得られる絶縁膜である。
【００４２】
　ＣＶＤ法で絶縁膜を形成する場合、アルキルシラン化合物、アルコキシシラン化合物を
主成分としてソースガスに利用して、ＥＣＲ(Electron Cyclotron Resonance)、プラズマ
ＣＶＤ法などで、最終的にＳｉＯを主成分とする絶縁膜を形成する。この場合に、絶縁膜
中に存在する空孔の径を制御する手法として、例えば、ソースガスとして熱分解性の高い
成分を含有させ、成膜時に３５０℃～４５０℃の加熱により、膜中で本成分が分解した跡
を空孔として形成する。
【００４３】
　このような手法では、熱分解温度の高い成分を種々選択することで、成膜温度により分
解挙動が変化させることが可能で、これにより空孔形成を制御することで、空孔径範囲を
選択的な範囲に収めることを可能とする。
【００４４】
　微小空孔の径が大きくなると絶縁膜自身の構造体としての機械的強度が低下する、ある
いは絶縁膜を流れるリーク電流が大きくなって絶縁膜としての特徴である絶縁耐圧が低下
する等の問題も新たに生じることとなり、絶縁膜中に含有させる空孔の大きさには、細心
の注意が必要である。
【００４５】
　そこで、本発明では、空孔径の範囲を制御することで、絶縁膜の機械的強度や絶縁耐圧
の低下を抑制するようにした。
【発明の効果】
【００４６】
　前記色変換フィルタによって、緑色フィルタ層において、通常透過しない短波長側の光
を吸収して、緑色領域に発光することで、緑色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し
、輝度を向上できる。同様に、赤色フィルタ層において、通常透過しない短波長側の光を
吸収して、赤色領域に発光することで、赤色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、
輝度を向上できる。同様に、青色フィルタ層において、短波長側の光を吸収して、青色領
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域に発光することで、青色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる
。
【００４７】
　さらに、フィルタ層上に４２０ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０ｎｍ以上の光を発す
る色変換フィルタを備えることで、緑色フィルタ層において、波長４２０ｎｍ以上の光を
吸収して、緑色領域に発光することで、緑色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、
また、赤色フィルタ層において、波長４２０ｎｍ以上の光を吸収して、赤色領域に発光す
ることで、赤色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、輝度を更に向上できる。
【００４８】
　有機ＥＬ表示装置は、ＥＬ材料の自発光を利用して表示している。このような発光自体
は無偏光であり、液晶表示装置のように偏光を使って液晶材料のシャッタ効果を利用した
表示ではない。前記色変換フィルタを用いて付加される発光も無偏光であるので、その無
偏光発光をすべて付加することができ、効果的に輝度向上を達成する。
【００４９】
　前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜によって、変換フィルタ基板としての透明
基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加されるこ
とで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び、有機ＥＬ層からの発光を変
換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、効率よ
く透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる。
【００５０】
　前記特性(7)を有する多孔質絶縁膜によって、電極層間に有機ＥＬ層を形成した発光素
子を備える基板と、前記発光素子基板に対向する面に色変換フィルタを備える透明基板を
貼り合わせて、基板周辺を封止して形成された有機ＥＬ表示装置において、封止された基
板間に存在する水分を吸着する乾燥機能を有する。有機ＥＬ表示装置は、水分により発光
寿命が劣化することが知られているが、水分吸着機能により、通常封止された有機ＥＬ表
示装置において必要とされる乾燥剤を省くことができ、部材コストや乾燥剤を付加する工
程を削減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下、本発明の実施の形態について、図１ないし図６を用いて説明する。
【実施例１】
【００５２】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の一例として、アクティブ型有機ＥＬ表示装置について、図
１に示す断面図を用いて説明する。
【００５３】
　無アルカリガラス基板１０１上に、薄膜トランジスタと電極配線が形成された薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）素子回路層１０２が形成されている。有機ＥＬ層１０５を挟み込む電
極１０３は、隔壁絶縁膜１０４によりアクティブ型有機ＥＬ表示装置の画素単位で分離さ
れている。電極１０３と隔壁絶縁膜１０４表面全面に、白色有機ＥＬ層１０５が形成され
、その上全面に透明電極１０６がある。さらにその上に、水分や酸素を透過しないガスバ
リア性を有する無機絶縁膜１０７を用いて被覆する。
【００５４】
　ＴＦＴ素子回路層１０２は、アモルファスシリコンや低温多結晶ポリシリコンを用いる
ＴＦＴと、ゲート、ソース、ドレイン電極層、絶縁層などにより形成される。
【００５５】
　有機ＥＬ層１０５は、白色発光の有機ＥＬ材料で形成される。形成方法は、蒸着法とい
ったドライ成膜法や、スクリーン印刷やインクジェットといった湿式の印刷方式を用いる
ことができる。
【００５６】
　白色有機ＥＬ層１０５としては、低分子有機ＥＬ材料で構成する正孔輸送層、正孔ブロ
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ック層、発光層兼電子輸送層、電子注入層の連続成膜で形成する。また、正孔輸送層と、
発光色が補色の関係にある有機ＥＬ材料を積層構成される発光層兼電子輸送層の連続成膜
で形成する。
【００５７】
　正孔輸送層を形成する正孔輸送材料又は電子輸送層兼発光層を形成する電子輸送材料は
限定されることなく、以下に示すような多様な材料から選択できる。また、電子輸送層と
発光層を分離し、異なる材料で構成することや、発光強度や色調の調整のために発光層に
ドーパントを共存させる手法を取ることができる。
【００５８】
　正孔輸送材料としては、芳香族モノ、ジ、トリ、テトラ、ポリアミン化合物もしくはそ
の誘導体、重合体をはじめ、ヒドラゾン、シラナミン、エナミン、キナクドリン、ホスフ
ァミン、フェナントリジン、ベンジルフェニル、スチリル化合物、その誘導体等を使用す
ることができるし、ポリビニルカルバゾール、ポリカーボネート、ポリシラン、ポリアミ
ド、ポリアニリン、ポリフォスファゼン、芳香族アミンを含有するポリメタクリレートな
どの高分子材料を用いることも可能である。
【００５９】
　電子輸送材料としては、トリス（８－キノリノール）アルミニウム錯体誘導体に代表さ
れる８－ヒドロキシキノリンアルミニウム錯体もしくはその誘導体、シクロペンタジエン
、ペリノン、オキサジアゾール、ビススチルベンゼン、ジスチルピラジン、ピリジン、ナ
フチリジン、トリアジン等の誘導体、ニトリルもしくはｐ－フェニレン化合物、稀土類元
素、金属錯体などを使用することができる。
【００６０】
　正孔ブロック材料は、トリアゾール化合物誘導体等を使用することができる。
【００６１】
　白色発光する有機ＥＬ材料としては、多様な層構成、材料の組み合わせを用いることが
でき、本発明の効果を達成することにおいて、上記の材料に限定されるわけではない。
【００６２】
　本実施例では、電極１０３としてアルミニウム電極やＣｒ電極を用い、透明電極１０６
としてＩＴＯ電極やＩＺＯ電極を用いることで、白色有機ＥＬ層１０５の発光を電極１０
３側からの反射も含め、透明電極１０６及びガスバリア膜１０７を透過し、封止空間１１
３を介して対向透明基板１０９側に導いている。
【００６３】
　対向透明基板１０９には、白色有機ＥＬ層１０５の発光を分光してフルカラー表示を行
うため、赤、緑、青の色フィルタパターン（１１０、１１１、１１２）が形成され、その
パターンと対向透明基板１０９との間に、多孔質絶縁膜１０８が形成されている。
【００６４】
　この対向透明基板１０９は、後述する色フィルタの形成温度に耐性がある透明な基板で
あればよく、ＴＦＴ回路基板と同様に無アルカリガラス基板を用いることができるし、透
明な樹脂基板も用いることができる。
【００６５】
　多孔質絶縁膜１０８は、膜中に微小空孔が存在する酸化シリコン(ＳｉＯ)含有膜であり
、膜密度は０．６ｇ／ｃｍ3以上、１．８ｇ／ｃｍ3未満の特性を有し、膜屈折率は無アル
カリガラス基板１０８よりも低い。なお、多孔質絶縁膜は、前述の特性(2)ないし(6)を有
する。これらの特性を有する多孔質絶縁膜は、膜物性が良好である。
【００６６】
　この多孔質絶縁膜１０８の製造方法を以下説明する。
【００６７】
　膜中に微小空孔を有する多孔質でＳｉＯを含有し、膜密度が０．６ｇ／ｃｍ3以上、１
．８ｇ／ｃｍ3未満の特性を有する多孔質絶縁膜は、水素化シルセスキオキサン化合物又
はメチルシルセスキオキサン化合物を主成分とする塗布膜を加熱して得られる。
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【００６８】
　これらは、水素化シルセスキオキサン化合物又はメチルシルセスキオキサン化合物を主
成分とする塗布溶液を基板に塗布し、１００℃以上３００℃未満で中間加熱したのち、窒
素雰囲気中などの不活性雰囲気内にて３００℃以上、４５０℃以下の条件にて加熱するこ
とで、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉの結合がラダー構造的に形成され、最終的にＳｉＯを主成分とする
絶縁膜となる。
【００６９】
　前記水素化シルセスキオキサン化合物又はメチルシルセスキオキサン化合物を主成分と
する塗布膜を加熱して得られるＳｉＯを主成分とする絶縁膜において、シルセスキオキサ
ン化合物溶液にメチルイソブチルケトンなどの溶媒以外に、最終加熱条件温度未満で、即
ち３００℃未満で分解しやすい成分を含有させ、膜中で本成分が分解した跡が空孔として
形成し、成膜温度により分解挙動を変化させることで、空孔形成を制御し、空孔径範囲を
前記特性(3)ないし(5)に記載する選択的な範囲に収めることができる。
【００７０】
　この場合、微小空孔の径が大きくなると絶縁膜自身の構造体としての機械的強度が低下
するため、絶縁膜中に含有させる空孔の大きさには、細心の注意が必要である。そこで、
本発明では、空孔径の範囲を前記特性(3)ないし(5)に記載するように制御することで、強
度の低下を抑制するようにした。
【００７１】
　溶液を塗布する方法としては、回転塗布やスリット塗布、又は印刷方式が挙げられる。
塗布膜を加熱して形成するため、ＣＶＤ膜と比較して、設備コストの大幅な低減が可能で
あって、製造ラインの投資コスト、更には素子コストを抑えるという点で優位である。
【００７２】
　また、多孔質絶縁膜の他の製造方法として、膜中に微小空孔を有する多孔質でＳｉＯを
含有し、膜密度が０．６ｇ／ｃｍ3以上、１．８ｇ／ｃｍ3未満の特性を有する多孔質絶縁
膜は、アルキルシラン化合物又はアルコキシシラン化合物を主成分とするソースガスを用
いる化学気相成長反応法(ＣＶＤ法)により形成される。ここで用いるアルキルシラン化合
物の好ましい例としては、トリメチルシラン、トリエチルシラン、テトラメチルシラン、
テトラエチルシランなどが挙げられる。また、ここで用いるアルコキシシラン化合物の好
ましい例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、テトラメトキシシラン、
テトラエトキシシランなどが挙げられる。
【００７３】
　これらは、アルキルシラン化合物又はアルコキシシラン化合物を主成分とするガスを用
いる化学気相成長反応により膜を形成した後に、３００℃以上、４５０℃未満の条件にて
加熱処理して得られる絶縁膜である。
【００７４】
　ＣＶＤ法で絶縁膜を形成する場合は、アルキルシラン化合物又はアルコキシシラン化合
物を主成分としてソースガスに利用して、ＥＣＲ(Electron Cyclotron Resonance)、プラ
ズマＣＶＤ法などで、最終的にＳｉＯを主成分とする絶縁膜を形成する。
【００７５】
　この場合も、絶縁膜中に存在する空孔の径を制御する手法として、例えば、ソースガス
として熱分解性の高い成分を含有させ、成膜時に３５０℃～４５０℃の加熱により、膜中
で本成分が分解した跡を空孔として形成する。このような手法では、熱分解温度の高い成
分を種々選択することで、成膜温度により分解挙動が変化させることが可能で、これによ
り空孔形成を制御することで、空孔径範囲を選択的な範囲に収めることを可能とする。
【００７６】
　また、この場合も、微小空孔の径が大きくなると絶縁膜自身の構造体としての機械的強
度が低下するため、絶縁膜中に含有させる空孔の大きさには、細心の注意が必要である。
そこで、本発明では、空孔径の範囲を前記特性(3)ないし(5)に記載するように制御するこ
とで、強度の低下を抑制するようにした。
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【００７７】
　次に、対向透明基板１０９側の赤、緑、青色フィルタパターン（１１０、１１１、１１
２）について説明する。
【００７８】
　赤色フィルタ層１１０は、赤顔料を分散した顔料分散レジスト溶液に、波長５５０ｎｍ
以下の光を吸収して波長５５０ｎｍ以上の光を発する物質を混合した溶液を用いて、周知
のフォトリソグラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【００７９】
　緑色フィルタ層１１１は、緑顔料を分散した顔料分散レジスト溶液に、波長４６０ｎｍ
以下の光を吸収して波長４６０ｎｍ以上の光を発する物質を混合した溶液を用いて、周知
のフォトリソグラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【００８０】
　青色フィルタ層１１２は、青顔料を分散した顔料分散レジスト溶液を用いて、周知のフ
ォトリソグラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【００８１】
　パターン形成方法は、前記溶液をガラス基板１０９の多孔質絶縁膜１０８上に塗布し、
ホットプレート方式を用いて予備加熱して塗膜を形成する。次に、周知のフォトリソグラ
フィ技術を使って、露光、現像して、所望のパターンを形成する。次いで、ホットプレー
ト方式を用いて後加熱し、硬化する。このパターン形成方法を赤、緑、青色フィルタパタ
ーンについて行う。本実施例では、パターン形成方法として、フォトリソグラフィ技術を
説明したが、各種の印刷法を用いることも可能である
【００８２】
　本実施例では、赤、緑色フィルタ（１１０、１１１）は、発光物質を含有する色変換フ
ィルタである。白色有機ＥＬ１０５の発光は、赤、緑、青色フィルタ（１１０、１１１、
１１２）を透過することで分光され、フルカラー表示に必要な３原色に発光する。
【００８３】
　このとき、赤色変換フィルタ層１１０において、通常透過しない短波長側の光を吸収し
て、赤色領域に発光することで、赤色変換フィルタ層１１０の透過光に、その発光分を付
加し、輝度を向上できる。また、緑色変換フィルタ層１１１において、通常透過しない短
波長側の光を吸収して、緑色領域に発光することで、緑色変換フィルタ層１１１の透過光
に、その発光分を付加し、輝度を向上できる。
【００８４】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜１０８によって、対向透明基板１
０９よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加されるこ
とで、色フィルタ（１１０、１１１、１１２）を透過した有機ＥＬ層１０５からの発光、
及び、有機ＥＬ層１０５からの発光を色変換フィルタ（１１１、１１２）で変換した発光
を含めて、透明基板１０９内に閉じ込められることを低減し、効率よく透明基板外部に取
り出して輝度を向上できることが可能となる。
【００８５】
　最終的に、有機ＥＬ表示装置は、薄膜トランジスタを駆動させるドライバＬＳＩや、制
御用、電源等のＬＳＩを搭載した周辺回路と接続して、完成される。
【実施例２】
【００８６】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置の一例として、色変換フィルタを備える有機ＥＬ表示
装置について、図２に示す基板断面図を用いて説明する。
【００８７】
　図２において、図１に示す実施例１と異なるのは、対向透明基板２０２側の構成である
ので、これについて説明する。
【００８８】
　対向透明基板２０２には、白色有機ＥＬ層の発光を分光してフルカラー表示を行うため
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、赤、緑、青の色フィルタパターン（２１０、２１１、２１２）と、赤と緑の色変換フィ
ルタパターン（２２０、２２１）が形成され、これらのフィルタパターンと対向透明基板
２０２との間に、多孔質絶縁膜２０１が形成されている。
【００８９】
　この時、多孔質絶縁膜２０１は、ＳｉＯを含有する、前記特性(1)ないし(6)を有する絶
縁膜である。これらの特性を有する絶縁膜では、膜物性が良好である。この多孔質絶縁膜
の製造方法は、図１で説明した製造方法と同様である。
【００９０】
　次に、対向透明基板２０２側の赤、緑、青の顔料分散色フィルタ（２１０、２１１、２
１２）と、赤と緑の色変換フィルタ（２２０、２２１）について説明する。
【００９１】
　赤色フィルタ層２１０は、赤顔料を分散した顔料分散レジスト溶液を用いて、周知のフ
ォトリソグラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。緑色フィルタ層２１１は、
緑顔料を分散した顔料分散レジスト溶液を用いて、周知のフォトリソグラフィ技術を使っ
て所望のパターンに形成される。青色フィルタ２１２は、青顔料を分散した顔料分散レジ
スト溶液を用いて、周知のフォトリソグラフィ技術を使って所望のパターンに形成される
。
【００９２】
　次に、赤色変換フィルタ層２２０は、波長５５０ｎｍ以下の光を吸収して波長５５０ｎ
ｍ以上の光を発する物質を、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感光
性アクリルポリマ材料等の溶液に溶解、分散させ、その溶液を用いて、周知のフォトリソ
グラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【００９３】
　また、緑色変換フィルタ層２２１は、波長４６０ｎｍ以下の光を吸収して波長４６０ｎ
ｍ以上の光を発する物質を、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感光
性アクリルポリマ材料等の溶液に溶解、分散させ、その溶液を用いて、周知のフォトリソ
グラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【００９４】
　本実施例では、赤、緑色フィルタは、顔料分散色フィルタ（２１０，２１１）と発光物
質を含有する色変換フィルタ（２２０，２２１）との２層から構成される。
【００９５】
　顔料分散色フィルタと発光物質を含有する色変換フィルタのパターン形成方法は、図１
に示す実施例１と同様にして行う。
【００９６】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、赤色変換フィルタ層２２０によって、通常透
過しない短波長側の光を吸収して、赤色領域に発光することで、赤色フィルタ層２１０の
透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。また、緑色変換フィルタ層２２１によ
って、通常透過しない短波長側の光を吸収して、緑色領域に発光することで、緑色フィル
タ層２１１の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。
【００９７】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜によって、透明基板２０２よりも
屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加されることで、赤、
緑、青色フィルタ層を透過した有機ＥＬ層からの発光、及び、有機ＥＬ層からの発光を色
変換フィルタ層２２０，２２１で変換した発光を含めて、透明基板２０２内に閉じ込めら
れることを低減し、効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能とな
る。
【実施例３】
【００９８】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置の一例として、色変換フィルタを備える有機ＥＬ表示
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装置について、図３に示す基板断面図を用いて説明する。
【００９９】
　図３において、図１に示す実施例１と異なるのは、対向透明基板３０２側の構成である
ので、これについて説明する。
【０１００】
　対向透明基板３０２には、白色有機ＥＬ層の発光を分光してフルカラー表示を行うため
、赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（３１０、３１１、３１２）と、赤、緑、青
の色変換フィルタパターン（３２０、３２１、３２２）が形成され、これらのフィルタパ
ターンと対向透明基板３０２との間に、多孔質絶縁膜３０１が形成されている。
【０１０１】
　この時、多孔質絶縁膜３０１は、ＳｉＯを含有する、前記特性(1)ないし(6)を有する絶
縁膜である。これらの特性を有する絶縁膜では、膜物性が良好である。この多孔質絶縁膜
の製造方法は、図１で説明した製造方法と同様である。
【０１０２】
　次に、対向透明基板３０２側の赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（３１０、３
１１、３１２）と、赤、緑、青の色変換フィルタパターン（３２０、３２１、３２２）に
ついて説明する。
【０１０３】
　赤顔料分散色フィルタ層３１０は、赤顔料を分散した顔料分散レジスト溶液を用いて、
周知のフォトリソグラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。緑顔料分散色フィ
ルタ層３１１は、緑顔料を分散した顔料分散レジスト溶液を用いて、周知のフォトリソグ
ラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。青顔料分散色フィルタ層３１２は、青
顔料を分散した顔料分散レジスト溶液を用いて、周知のフォトリソグラフィ技術を使って
所望のパターンに形成される。
【０１０４】
　次に、赤色変換フィルタ層３２０は、波長５５０ｎｍ以下の光を吸収して波長５５０ｎ
ｍ以上の光を発する物質を、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感光
性アクリルポリマ材料等の溶液に溶解、分散させ、その溶液を用いて、周知のフォトリソ
グラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【０１０５】
　また、緑色変換フィルタ層３２１は、波長４６０ｎｍ以下の光を吸収して波長４６０ｎ
ｍ以上の光を発する物質を、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感光
性アクリルポリマ材料等の溶液に溶解、分散させ、その溶液を用いて、周知のフォトリソ
グラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【０１０６】
　さらに、青色変換フィルタ層３２２は、波長４２０ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０
ｎｍ以上の光を発する物質を可視光域で光透過率の高いアクリル系樹脂等の架橋反応官能
基を有するポリマ材料溶液に溶解、分散させ、その溶液を用いて、周知のフォトリソグラ
フィ技術を使って所望パターンを形成する。
【０１０７】
　本実施例では、赤、緑、青色フィルタは、顔料分散色フィルタ（３１０、３１１、３１
２）と発光物質を含有する色変換フィルタ（３２０、３２１、３２２）との２層から構成
される。
【０１０８】
　顔料分散色フィルタと発光物質を含有する色変換フィルタのパターン形成方法は、図１
に示す実施例１と同様にして行う。
【０１０９】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、赤色変換フィルタ層３２０によって、通常透
過しない短波長側の光を吸収して、赤色領域に発光することで、赤色フィルタ層３１０の
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透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。また、緑色変換フィルタ層３２１によ
って、通常透過しない短波長側の光を吸収して、緑色領域に発光することで、緑色フィル
タ層３１１の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。また、青色変換フィルタ
層３２２によって、短波長側の光を吸収して、青色領域に発光することで、青色フィルタ
層３１２の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。
【０１１０】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜によって、変換フィルタ基板とし
ての対向透明基板３０２よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱
効果が付加されることで、色フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び、有機ＥＬ
層からの発光を変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板３０２内に閉じ込められ
ることを低減し、効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる
。
【実施例４】
【０１１１】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置の一例として、色変換フィルタを備える有機ＥＬ表示
装置について、図４に示す基板断面図を用いて説明する。
【０１１２】
　図４において、図１に示す実施例１と異なるのは、対向透明基板４０２側の構成で、新
たに青色変換フィルタ層４１３を形成したもので、これについて説明する。
【０１１３】
　対向透明基板４０２には、図１と同様に、白色有機ＥＬ層の発光を分光してフルカラー
表示を行うため、青顔料分散色フィルタパターン（４１２）と、赤、緑の色変換フィルタ
パターン（４１０、４１１）が形成され、さらに、これらのパターン上に青色変換フィル
タ層４１３が新たに形成されている。これらパターン及び青色変換フィルタ層４１３と対
向透明基板４０２との間に、多孔質絶縁膜４０１が形成されている。
【０１１４】
　この時、多孔質絶縁膜は、ＳｉＯを含有する、前記特性(1)ないし(6)を有する絶縁膜で
ある。これらの特性を有する絶縁膜では、膜物性が良好である。この多孔質絶縁膜の製造
方法は、図１で説明した製造方法と同様である。
【０１１５】
　次に、対向透明基板４０２側の青顔料分散色フィルタパターン（４１２）と、赤、緑の
色変換フィルタパターン（４１０、４１１）及び青色変換フィルタ（４１３）について説
明する。ここで、青顔料分散色フィルタパターン（４１２）と、赤、緑の色変換フィルタ
パターン（４１０、４１１）は、図１に示す実施例１と同様にして形成する。
【０１１６】
　青色変換フィルタ層４１３は、波長４２０ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０ｎｍ以上
の光を発する物質を、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感光性アク
リルポリマ材料等の溶液に溶解、分散させ、その溶液を用いて、赤、緑、青色フィルタを
被うように塗布し、ホットプレート方式を用いて後加熱し、硬化し、成膜する。
【０１１７】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、青色変換フィルタ層４１３において、短波長
側の光を吸収して、青色領域に発光することで、青顔料分散色フィルタ層４１２の透過光
にその発光分を付加し、輝度を向上できる。
【０１１８】
　また、緑色変換フィルタ層４１１においては、青色変換フィルタ層４１３における青色
領域の発光を付加した波長４６０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の
高い波長４６０ｎｍ以上の光を発して、透過光にその発光分を付加し、緑色領域の輝度を
向上できる。
【０１１９】
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　また、赤色変換フィルタ層４１０においては、青色変換フィルタ層４１３における青色
領域の発光を付加した波長５５０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の
高い波長５５０ｎｍ以上の光を発して、透過光にその発光分を付加し、赤色領域の輝度を
向上できる。
【０１２０】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜４０１によって、変換フィルタ基
板の透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加
されることで、変換フィルタ層を透過した有機ＥＬ層からの発光、ならびにその発光によ
り変換フィルタ層で付加した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、
効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる。
【実施例５】
【０１２１】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置の一例として、色変換フィルタを備える有機ＥＬ表示
装置について、図５に示す基板断面図を用いて説明する。
【０１２２】
　図５において、図１に示す実施例１と異なるのは、対向透明基板５０２側の構成であり
、また、図２に示す実施例２と異なるのは、新たに青色変換フィルタ層５２２を形成した
もので、これについて説明する。
【０１２３】
　対向透明基板５０２には、白色有機ＥＬ層の発光を分光してフルカラー表示を行うため
、赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（５１０、５１１、５１２）と、赤、緑の色
変換フィルタパターン（５２０、５２１）、青色変換フィルタ（５２２）が形成され、こ
れらのパターン及び青色変換フィルタと基板との間に、多孔質絶縁膜５０１が形成されて
いる。
【０１２４】
　この時、多孔質絶縁膜５０１は、ＳｉＯを含有する、前記特性(1)ないし(6)を有する絶
縁膜である。これらの特性を有する絶縁膜では、膜物性が良好である。この多孔質絶縁膜
の製造方法は、図１で説明した製造方法と同様である。
【０１２５】
　次に、対向透明基板５０２側の赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（５１０、５
１１、５１２）と、赤、緑の色変換フィルタパターン（５２０、５２１）、及び、青色変
換フィルタ（５２２）について説明する。
【０１２６】
　赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（５１０、５１１、５１２）と、赤、緑の色
変換フィルタパターン（５２０、５２１）は、図２に示す実施例２と同様にして、形成す
る。
【０１２７】
　青色変換フィルタ層５２２は、波長４２０ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０ｎｍ以上
の光を発する物質を、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感光性アク
リルポリマ材料等の溶液に溶解、分散させ、その溶液を用いて、赤、緑、青色フィルタを
被うように塗布し、ホットプレート方式を用いて後加熱し、硬化し、成膜する。
【０１２８】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、青色変換フィルタ層５２２において、短波長
側の光を吸収して、青色領域に発光することで、青顔料分散色フィルタ層５１２の透過光
にその発光分を付加し、輝度を向上できる。
【０１２９】
　また、赤色変換フィルタ層５２０においては、青色変換フィルタ層５２２における青色
領域の発光を付加した波長５５０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の
高い波長５５０ｎｍ以上の光を発して、赤顔料分散色フィルタ層５１０の透過光にその発
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光分を付加し、赤色領域の輝度を向上できる。
【０１３０】
　また、緑色変換フィルタ層５２１においては、青色変換フィルタ層５２２における青色
領域の発光を付加した波長４６０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の
高い波長４６０ｎｍ以上の光を発して、緑顔料分散色フィルタ層５１１の透過光にその発
光分を付加し、緑色領域の輝度を向上できる。
【０１３１】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜５０１によって、変換フィルタ基
板としての透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果
が付加されることで、色フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層から
の発光を変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板５０２内に閉じ込められること
を低減し、効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる。
【実施例６】
【０１３２】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置の一例として、色変換フィルタを備える有機ＥＬ表示
装置について、図６に示す基板断面図を用いて説明する。
【０１３３】
　図６において、図１に示す実施例１と異なるのは、対向透明基板６０２側の構成で、特
に、青色変換フィルタ層６１２の構成が異なるので、これについて説明する。
【０１３４】
　対向透明基板６０２には、白色有機ＥＬ層の発光を分光してフルカラー表示を行うため
、赤、緑、青の色変換フィルタパターン（６１０、６１１、６１２）が形成され、そのパ
ターンと対向透明基板６０２との間に、多孔質絶縁膜６０１が形成されている。
【０１３５】
　この時、多孔質絶縁膜６０１は、ＳｉＯを含有する、前記特性(1)ないし(6)を有する絶
縁膜である。これらの特性を有する絶縁膜では、膜物性が良好である。この多孔質絶縁膜
の製造方法は、図１で説明した製造方法と同様である。
【０１３６】
　次に、対向透明基板６０２側の赤、緑、青の色変換フィルタパターン（６１０、６１１
、６１２）について説明する。
【０１３７】
　赤、緑の色変換フィルタパターン（６１０、６１１）は、図１に示す実施例１と同様に
して形成する。
【０１３８】
　青色変換フィルタ層６１２は、青顔料を分散した顔料分散レジスト溶液に、波長４２０
ｎｍ以下の光を吸収して波長４２０ｎｍ以上の光を発する物質を混合した溶液を用いて、
周知のフォトリソグラフィ技術を使って所望のパターンに形成される。
【０１３９】
　このパターン形成方法は、前記溶液をガラス基板６０２の多孔質絶縁膜６０１上に塗布
し、ホットプレート方式を用いて予備加熱して塗膜を形成する。次に、周知のフォトリソ
グラフィ技術を使って、露光、現像して、所望のパターンを形成する。次いで、ホットプ
レート方式を用いて後加熱し、硬化する。
【０１４０】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、青色変換フィルタ層６１２において、短波長
側の光を吸収して、青色領域に発光することで、透過光にその発光分を付加し、輝度を向
上できる。
【０１４１】
　また、赤色変換フィルタ層６１０においては、発光物質が波長５５０ｎｍ以下の光を吸
収して波長５５０ｎｍ以上の光を発して透過光にその発光分を付加することで、赤色領域
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の輝度を向上できる。
【０１４２】
　また、緑色変換フィルタ層６１１においては、発光物質が波長４６０ｎｍ以下の光を吸
収して波長４６０ｎｍ以上の光を発して透過光にその発光分を付加することで、緑色領域
の輝度を向上できる。
【０１４３】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜６０１によって、変換フィルタ基
板としての透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果
が付加されることで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層か
らの発光を変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板６０２内に閉じ込められるこ
とを低減し、効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる。
【０１４４】
　最終的に、図７の断面に示すように、有機ＥＬ表示装置は、ＴＦＴ回路・白色有機ＥＬ
層形成基板７０１と、色変換フィルタ透明基板７０３との両基板間を、シール剤７０２を
用いて、湿度を極微量まで低減した高純度乾燥窒素雰囲気中で封止して、封止空間１１３
に乾燥窒素ガスを封じ込めた構造となる。
【０１４５】
　図８は、ＴＦＴ回路・白色有機ＥＬ層形成基板８０１上に、ＴＦＴを駆動させるドライ
バＩＣ８０４をチップオングラス実装法を用いて搭載し、制御用、電源等のＬＳＩを搭載
した周辺回路と接続するフレキシブルプリント配線板８０５と接続して、色変換フィルタ
透明基板８０２上の表示領域８０３を有する表示装置として完成される。
【０１４６】
　ＴＦＴ回路・白色有機ＥＬ層形成基板と色変換フィルタ透明基板との両基板間をシール
剤を用いて封止した構造において、色変換フィルタ透明基板側に形成された多孔質絶縁膜
が前記特性(7)を有することで、封止空間に露出された多孔質絶縁膜が、封止された基板
間に存在する水分を吸着する乾燥機能を発揮する。この水分吸着機能により、有機ＥＬ表
示装置は、水分により発光寿命が劣化することが知られており、通常封止された有機ＥＬ
表示装置において乾燥剤を必要するが、乾燥剤を省くことができ、部材コストや乾燥剤を
付加する工程を削減できる効果がある。
【実施例７】
【０１４７】
　図１に示す断面図の有機ＥＬ表示装置を以下の条件で作製した。
【０１４８】
　図１において、基板１０１としてコーニング社製の無アルカリガラス（型番１７３７ガ
ラス基板）を用いた。このガラスの屈折率は１．５２程度である。
【０１４９】
　ガラス基板１０１上に、薄膜トランジスタと電極配線が形成されたＴＦＴ素子回路層１
０２を、周知のスパッタ法、ＣＶＤ法を用いた成膜技術と、フォトリソグラフィ法を用い
たパターン化技術により形成した。
【０１５０】
　同様の技術を用いて、有機ＥＬ層１０５を挟み込む電極１０３としてアルミニウム膜を
８０ｎｍの厚みで形成し、隔壁絶縁膜１０４としてシリコン窒化膜を１５０ｎｍの厚みで
形成することで、アクティブ型有機ＥＬ表示装置は画素単位で分離される。
【０１５１】
　この電極１０３と隔壁絶縁膜１０４表面全面に、白色有機ＥＬ層１０５を形成した。有
機ＥＬ層１０５として、アルミニウム電極１０３上に、電子注入層、電子輸送層、正孔ブ
ロック層、正孔輸送層を順次、連続で形成し、その全面に透明電極１０６としてＩＺＯ膜
を７０ｎｍの厚みで真空成膜した。さらにその上に、水分や酸素を透過しないガスバリア
性を有する無機絶縁膜１０７としてシリコン酸化窒化膜を１５０ｎｍの厚みで、連続で成
膜、形成した。
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【０１５２】
　電子注入層は、ＬｉＦを真空蒸着した。板温度は室温、真空度は１０-4Ｐａ、蒸着速度
が０．１から１ｎｍ／ｓとなるようにボートの加熱を制御し、膜厚は０．５ｎｍとした。
【０１５３】
　電子輸送層は、Ａｌｑ３（トリス（８－キノリノール）アルミニウム錯体）を真空蒸着
した。基板温度は室温、真空度は１０-4Ｐａ、蒸着速度が０．１から１ｎｍ／ｓとなるよ
うに蒸着ボートの加熱を制御し、膜厚は５０ｎｍとした。
【０１５４】
　正孔ブロック層は、ｐ？ＥｔＴＡＺ（3-(4-Biphenyl)-4-(4-ethylphenyl)-5-(4-tert-b
utylphenyl)-1,2,4-triazole)を真空蒸着した。基板温度は室温、真空度は１０-4Ｐａ、
蒸着速度が０．１から１ｎｍ／ｓとなるように蒸着ボートの加熱を制御し、膜厚は３ｎｍ
とした。
【０１５５】
　正孔輸送層は、ＴＰＤ（N,N-(3-methlphenyl)-1,1'-diphenyl-4,4'-diamine）を真空蒸
着した。基板温度は室温、真空度は１０-4Ｐａ、蒸着速度が０．１から１ｎｍ／ｓとなる
ように蒸着ボートの加熱を制御し、膜厚は４０ｎｍとした。
【０１５６】
　図１において、対向透明基板１０９として前記コーニング社製無アルカリガラス基板を
用い、多孔質絶縁膜１０８として、水素化シルセスキオキサン化合物を主成分とするメチ
ルイソブチルケトン塗布溶液を基板に塗布した後、ホットプレート加熱方式を用いて、窒
素雰囲気中１００℃で１０分、１５０℃で１０分、２３０℃で１０分、次いで３５０℃で
１０分間加熱することで、以下の特性を有するＳｉＯを主成分とする多孔質絶縁膜１０８
を形成した。
【０１５７】
膜厚：２３０ｎｍ、密度：１．１２ｇ／ｃｍ3、屈折率：１．２９、
膜硬度：０．６１ＧＰａ、膜弾性率：９．１７ＧＰａ、
膜中の平均空孔径：１．４ｎｍ、膜中の極大空孔径：０．６ｎｍ
可視光域の光透過率：９０％以上
【０１５８】
　次に、対向透明基板１０９側の赤、緑、青色フィルタパターン（１１０，１１１，１１
２）について説明する。
【０１５９】
　赤色フィルタ層１１０は、赤顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液に、発光物
質ＤＣＭ(4-dicyanmethylene-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran)を０．５
ｗｔ％混合した溶液を用意した。この溶液を、多孔質絶縁膜１０８上に塗布し、ホットプ
レート方式を用いて、窒素雰囲気中で８０℃で４分間加熱して塗膜を形成する。次に、周
知のフォトリソグラフィ技術を使って、露光、現像して、所望のパターンを形成する。次
いで、ホットプレート方式を用いて不活性な窒素雰囲気中で１５０℃で１５分間、加熱、
硬化して、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０１６０】
　緑色フィルタ層１１１は、緑顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液に、発光物
質クマリン３０（Coumarin30）を０．５ｗｔ％混合した溶液を用意した。この溶液を用い
て、前記赤色フィルタと同じ形成手法を使って、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０１６１】
　青色フィルタ１１２は、青顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を用いて前記
赤色フィルタと同じ形成手法を使って、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０１６２】
　次に、高純度乾燥窒素雰囲気内で、ＴＦＴ回路・白色有機ＥＬ層形成基板１０１と色変
換フィルタ透明基板１０９をシール剤を用いて乾燥窒素を封止空間１１３に内包する状態
で封止して、ドライバＩＣを実装して、周辺回路と接続するフレキシブルプリント配線板
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と接続して、図７と図８で示すような有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１６３】
〔比較例１〕
　実施例１において、赤、緑色フィルタの代わりに、赤色フィルタは、赤顔料を分散した
顔料分散型感光性レジスト溶液を用いて、実施例１と同じ形成方法を使って膜厚１．８μ
mのパターンを形成した。緑色フィルタは、緑顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト
溶液を用いて、同様に膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０１６４】
　赤、緑色フィルタ以外は、実施例１と同じ条件で有機ＥＬ表示装置を作製した。実施例
１と比較例１の有機ＥＬ表示装置について、同一条件にて通電を行い、透明基板側に取り
出される白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フル
カラー表示に必要な３原色に発光する。この発光スペクトル強度を可視光波長域に対して
比較した。
【０１６５】
　発光スペクトル強度は、浜松ホトニクス株式会社製マルチチャネルアナライザ（型式Ｃ
５９６７）と分光器（Ｃ型式５０９４）を組み合わせた機器を用いて測定した。
【０１６６】
　図９に、赤、緑、青色フィルタを透過した発光のスペクトルを示す。これから、実施例
１の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルが、比較例１と比べて強度が大きいこ
とは明確であり、積分比で、緑発光域と赤発光域において、それぞれ１０％程度強度が高
い結果を得た。
【０１６７】
　本実施例では、赤、緑色フィルタは、色顔料と発光物質を含有する色変換フィルタであ
る。白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラ
ー表示に必要な３原色に発光する。このとき、色変換フィルタによって、緑色フィルタ層
において、通常透過しない短波長側の光を吸収して、緑色領域に発光することで、緑色フ
ィルタ層の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。また、赤色フィルタ層にお
いて、通常透過しない短波長側の光を吸収して、赤色領域に発光することで、赤色フィル
タ層の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。
【０１６８】
　さらに、本発明における多孔質絶縁膜を用いることで、変換フィルタ基板としての対向
透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加され
ることで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層からの発光を
変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、効率
よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できる結果を得た。
【０１６９】
〔比較例２〕
　実施例１において、多孔質絶縁膜１０８の代わりに、膜中に空孔を有しない周知のシリ
コン酸化膜であるテトラエトキシシランを原料とするＣＶＤ成膜のシリコン酸化膜（一般
的にＴＥＯＳ膜と称させる）を、膜厚：２３０ｎｍ、密度：２．２３ｇ／ｃｍ3、屈折率
：１．４６の特性を有する膜として形成した。
【０１７０】
　この膜以外は、実施例１と同じ条件で有機ＥＬ表示装置を作製した。実施例１と比較例
２の有機ＥＬ表示装置について、同一条件にて通電を行い、透明基板側に取り出される白
色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー表示
に必要な３原色に発光する。この発光スペクトル強度を可視光波長域に対して比較した。
【０１７１】
　実施例１の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルが、緑発光域と赤発光域にお
いて、比較例２と比べて積分比で、それぞれ１０％程度強度が高い結果を得た。
【０１７２】
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　以上説明したように、本発明における多孔質絶縁膜を用いることで、変換フィルタ基板
としての対向透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効
果が付加されることで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層
からの発光を変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを
低減し、効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できる結果を得た。
【実施例８】
【０１７３】
　図２に示す断面図の有機ＥＬ表示装置を以下の条件で作製した。対向透明基板２０２側
を除いて、実施例１と同じ条件で形成した。
【０１７４】
　図２において、対向透明基板２０２として無アルカリガラス基板を用い、多孔質絶縁膜
２０１として、実施例１とは異なる水素化シルセスキオキサン化合物を主成分とするメチ
ルイソブチルケトン塗布溶液を基板に塗布した後、ホットプレート加熱方式を用いて、窒
素雰囲気中、１００℃で１０分、１５０℃で１０分、２００℃で１０分、３５０℃で２０
分間加熱することで、以下の特性を有するＳｉＯを主成分とする多孔質絶縁膜２０１を形
成した。
【０１７５】
膜厚：２３０ｎｍ、密度：１．２５ｇ／ｃｍ3、屈折率：１．３０、
膜硬度：４．６ＧＰａ、膜弾性率：３．２ＧＰａ、
膜中の平均空孔径：２．３ｎｍ、
可視光域の光透過率：９０％以上
【０１７６】
　次に、対向透明基板２０１側の赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（２１０、２
１１、２１２）と、赤と緑の色変換フィルタパターン（２２０、２２１）について説明す
る。
【０１７７】
　赤顔料分散色フィルタ２１０は、赤顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を用
いて、実施例１と同様の手法を使用して、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０１７８】
　緑顔料分散色フィルタ２１１は、緑顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を用
いて、実施例１と同様の手法を使用して、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０１７９】
　青顔料分散色フィルタ２１２は、実施例１と同じ条件で形成した。
【０１８０】
　赤色変換フィルタ２２０は、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感
光性アクリルポリマの溶液にＤＣＭを０．５ｗｔ％混合した溶液を用意し、実施例１と同
様の手法を使用して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０１８１】
　緑色変換フィルタ２２１は、アクリル架橋官能基を有する感光性アクリルポリマの溶液
にクマリン３０を０．５ｗｔ％混合した溶液を用意し、実施例１と同様の手法を使用して
、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０１８２】
　本実施例の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルは、比較例１と比べて、積分
比で、緑発光域と赤発光域において、それぞれ２０％程度強度が高い結果を得た。
【０１８３】
　本実施例では、赤、緑色フィルタは、顔料分散色フィルタ層と発光物質を含有する色変
換フィルタ層との２層から構成される。このとき、白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色
フィルタを透過することで分光され、フルカラー表示に必要な３原色に発光する。このと
き、色変換フィルタによって、緑色フィルタ層において、通常透過しない短波長側の光を
吸収して、緑色領域に発光することで、緑色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、
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輝度を向上できる。また、赤色フィルタ層において、通常透過しない短波長側の光を吸収
して、赤色領域に発光することで、赤色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、輝度
を向上できる。
【０１８４】
　さらに、本発明における多孔質絶縁膜を用いることで、変換フィルタ基板としての対向
透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加され
ることで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層からの発光を
変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、効率
よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できる結果を得た。
【実施例９】
【０１８５】
　図３に示す断面図の有機ＥＬ表示装置を以下の条件で作製した。対向透明基板３０２側
を除いて、実施例１と同じ条件で形成した。
【０１８６】
　図３において、対向透明基板３０２として無アルカリガラス基板を用い、多孔質絶縁膜
３０１として、実施例１とは異なる水素化シルセスキオキサン化合物を主成分とするメチ
ルイソブチルケトン塗布溶液を基板に塗布した後、ホットプレート加熱方式を用いて、窒
素雰囲気中、１００℃で１０分、１５０℃で１０分、２２０℃で１０分間加熱した後、炉
体３５０℃で３０分間加熱することで、以下の特性を有するＳｉＯを主成分とする多孔質
絶縁膜３０１を形成した。
【０１８７】
膜厚：２３０ｎｍ、密度：１．４２ｇ／ｃｍ3、屈折率：１．３３、
膜硬度：０．５３ＧＰａ、膜弾性率：６．７ＧＰａ、
膜中の平均空孔径：１．１ｎｍ、膜中の極大空孔径：０．６４ｎｍ
可視光域の光透過率：９０％以上
【０１８８】
　次に、対向透明基板３０２側の赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（３１０、３
１１、３１２）と、赤、緑、青の色変換フィルタパターン（３２０、３２１、３２２）に
ついて説明する。
【０１８９】
　赤顔料分散色フィルタ３１０は、赤顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を用
いて、多孔質絶縁膜３０１上に塗布し、ホットプレート方式を用いて、不活性な窒素雰囲
気中で８０℃で４分間加熱して塗膜を形成する。次に、周知のフォトリソグラフィ技術を
使って、露光、現像して、所望のパターンを形成する。次いで、ホットプレート方式を用
いて窒素雰囲気中で２００℃で１５分間、加熱、硬化して、膜厚１．８μmのパターンを
形成した。
【０１９０】
　緑顔料分散色フィルタ３１１は、緑顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を用
いて、上記赤顔料分散色フィルタ３１０と同様の手法、条件を使用して、膜厚１．８μm
のパターンを形成した。
【０１９１】
　青顔料分散色フィルタ３１２は、青顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を用
いて、上記赤顔料分散色フィルタ３１０と同様の手法、条件を使用して、膜厚１．８μm
のパターンを形成した。
【０１９２】
　赤色変換フィルタ３２０は、アクリル架橋官能基を有する可視光域で光透過率の高い感
光性アクリルポリマの溶液にＤＣＭを１ｗｔ％混合した溶液を用意し、その溶液を塗布し
、ホットプレート方式を用いて、不活性な窒素雰囲気中で８０℃で４分間加熱して塗膜を
形成する。次に、周知のフォトリソグラフィ技術を使って、露光、現像して、所望のパタ
ーンを形成する。次いで、ホットプレート方式を用いて不活性な窒素雰囲気中で１５０℃
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で１５分間加熱、硬化して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０１９３】
　緑色変換フィルタ３２１は、アクリル架橋官能基を有する感光性アクリルポリマの溶液
にクマリン３０を１ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記赤色変換フィルタ３２０と同様の
手法、条件を使用して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０１９４】
　青色変換フィルタ３２２は、アクリル架橋官能基を有する感光性アクリルポリマの溶液
にクマリン４を１ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記赤色変換フィルタ３２０と同様の手
法、条件を使用して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０１９５】
　本実施例の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルは、比較例１と比べて、積分
比で、緑発光域と赤発光域においてそれぞれ２０％程度強度が高い結果を得た。また、青
発光域においては９％程度強度が高い結果を得た。
【０１９６】
　本実施例では、赤、緑、青色フィルタは、顔料分散色フィルタ層と発光物質を含有する
色変換フィルタ層との２層から構成される。このとき、白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、
青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー表示に必要な３原色に発光する。こ
のとき、色変換フィルタによって、緑色フィルタ層において、通常透過しない短波長側の
光を吸収して、緑色領域に発光することで、緑色フィルタ層の透過光にその発光分を付加
し、輝度を向上できる。また、赤色フィルタ層において、通常透過しない短波長側の光を
吸収して、赤色領域に発光することで、赤色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、
輝度を向上できる。青色フィルタ層において、４２０ｎｍ以下の光を吸収して、４２０ｎ
ｍ以上での青色領域に発光することで、青色フィルタ層の透過光にその発光分を付加し、
輝度を向上できる。
【０１９７】
　さらに、本発明における多孔質絶縁膜を用いることで、変換フィルタ基板としての透明
基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加されるこ
とで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層からの発光を変換
フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、効率よく
透明基板外部に取り出して輝度を向上できる結果を得た。
【実施例１０】
【０１９８】
　図４に示す断面図の有機ＥＬ表示装置を以下の条件で作製した。対向透明基板４０２側
を除いて、実施例１と同じ条件で形成した。
【０１９９】
　図４において、対向透明基板４０２として無アルカリガラス基板を用い、多孔質絶縁膜
４０１として、実施例１とは異なる水素化シルセスキオキサン化合物を主成分とするメチ
ルイソブチルケトン塗布溶液を基板に塗布した後、ホットプレート加熱方式を用いて、窒
素雰囲気中で、１００℃で１０分、１５０℃で１０分、２００℃で１０分、続いて窒素雰
囲気中で炉体加熱方式で３５０℃で３０分間加熱することで、以下の特性を有するＳｉＯ
を主成分とする多孔質絶縁膜を形成した。
【０２００】
膜厚：２５０ｎｍ、密度：１．１２ｇ／ｃｍ3、屈折率：１．２９、
膜硬度：０．６１ＧＰａ、膜弾性率：９．１７ＧＰａ、
膜中の平均空孔径：１．４ｎｍ、膜中の極大空孔径：０．６ｎｍ
可視光域の光透過率：９０％以上
【０２０１】
　次に、対向透明基板４０２側の青顔料分散色フィルタパターン（４１２）と、赤、緑、
青の色変換フィルタパターン（４１０、４１１）、青色変換フィルタ（４１３）について
説明する。
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【０２０２】
　赤色変換フィルタ層４１０は、赤顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液に、発
光物質ＤＣＭを５ｗｔ％混合した溶液を用意した。この溶液を、多孔質絶縁膜上に塗布し
、ホットプレート方式を用いて、窒素雰囲気中で８０℃で４分間加熱して塗膜を形成する
。次に、周知のフォトリソグラフィ技術を使って、露光、現像して、所望のパターンを形
成する。次いで、ホットプレート方式を用いて不活性な窒素雰囲気中で１５０℃で１５分
間加熱、硬化して、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０２０３】
　緑色変換フィルタ層４１１は、緑顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液に、発
光物質クマリン５３５を５ｗｔ％混合した溶液を用意し、前記赤色変換フィルタ４１０と
同様の手法、条件を使用して、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０２０４】
　青顔料分散色フィルタ層４１２は、青顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を
用いて、多孔質絶縁膜上に塗布し、ホットプレート方式を用いて、不活性な窒素雰囲気中
で８０℃で４分間加熱して塗膜を形成する。次に、周知のフォトリソグラフィ技術を使っ
て、露光、現像して、所望のパターンを形成する。次いで、ホットプレート方式を用いて
窒素雰囲気中で２００℃で１５分間加熱、硬化して、膜厚１．８μmのパターンを形成し
た。
【０２０５】
　青色変換フィルタ層４１３は、アクリル架橋官能基を有するアクリルポリマの溶液にク
マリン４を５ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記赤色変換フィルタ４１０と同様の手法、
条件を使用して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０２０６】
　本実施例の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルは、比較例１と比べて、積分
比で、緑発光域と赤発光域において、それぞれ２０％程度強度が高い結果を得た。また、
青発光域においては９％程度強度が高い結果を得た。
【０２０７】
　本実施例では、赤、緑色フィルタは、色顔料と発光物質を含有する色変換フィルタ層と
青色変換フィルタ層との２層から構成される。また、青色フィルタは、顔料分散色フィル
タ層と発光物質を含有する色変換フィルタ層との２層から構成される。
【０２０８】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、青色変換フィルタ層４１３において、４２０
ｎｍ以下の光を吸収して、４２０ｎｍ以上の青色領域に発光することで、青顔料分散色フ
ィルタ層４１２の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。緑色変換フィルタ層
４１１においては、青色変換フィルタ層４１３における青色領域の発光を付加した波長４
６０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の高い波長４６０ｎｍ以上の光
を発して、透過光にその発光分を付加し、緑色領域の輝度を向上できる。また、赤色変換
フィルタ層４１０においては、青色変換フィルタ層４１３における青色領域の発光を付加
した波長５５０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の高い波長５５０ｎ
ｍ以上の光を発して、透過光にその発光分を付加し、赤色領域の輝度を向上できる。
【０２０９】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜によって、変換フィルタ基板とし
ての透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加
されることで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層からの発
光を変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、
効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる。
【実施例１１】
【０２１０】
　図５に示す断面図の有機ＥＬ表示装置を以下の条件で作製した。対向透明基板５０２側
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を除いて、実施例１と同じ条件で形成した。
【０２１１】
　図５において、対向透明基板５０２として無アルカリガラス基板を用い、多孔質絶縁膜
５０１として、実施例１とは異なる水素化シルセスキオキサン化合物を主成分とするメチ
ルイソブチルケトン塗布溶液を基板に塗布した後、窒素雰囲気中で炉体加熱方式を用いて
、１００℃で２０分、１５０℃で２０分、２３０℃で２０分、３５０℃で３０分間加熱す
ることで、以下の特性を有するＳｉＯを主成分とする多孔質絶縁膜５０１を形成した。
【０２１２】
膜厚：２００ｎｍ、密度：１．００ｇ／ｃｍ3、屈折率：１．２９、
膜硬度：０．２７ＧＰａ、膜弾性率：３．３３ＧＰａ、
膜中の平均空孔径：１．３ｎｍ、膜中の極大空孔径：０．５５ｎｍ
可視光域の光透過率：９０％以上
【０２１３】
　次に、対向透明基板５０２側の赤、緑、青の顔料分散色フィルタパターン（５１０、５
１１、５１２）と、赤、緑の色変換フィルタパターン（５２０、５２１）、青色変換フィ
ルタ（５２２）について説明する。
【０２１４】
　赤顔料分散色フィルタ層５１０は、赤顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を
用いて、多孔質絶縁膜上に塗布し、ホットプレート方式を用いて、窒素雰囲気中で８０℃
で４分間加熱して塗膜を形成する。次に、周知のフォトリソグラフィ技術を使って、露光
、現像して、所望のパターンを形成する。次いで、ホットプレート方式を用いて不活性な
窒素雰囲気中で２００℃で１５分間、加熱、硬化して、膜厚１．８μmのパターンを形成
した。
【０２１５】
　緑顔料分散色フィルタ層５１１は、緑顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を
用い、上記赤顔料分散色フィルタ層５１０と同じ手法、条件を使用して、膜厚１．８μm
のパターンを形成した。
【０２１６】
　青顔料分散色フィルタ層５１２は、青顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液を
用いて、上記赤顔料分散色フィルタ層５１０と同じ手法、条件を使用して、膜厚１．８μ
mのパターンを形成した。
【０２１７】
　緑色変換フィルタ層５２１は、アクリル架橋官能基を有するアクリルポリマの溶液にク
マリン５３５を５ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記赤顔料分散色フィルタ層５１０と同
じ手法、条件を使用して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０２１８】
　赤色変換フィルタ層５２０は、アクリル架橋官能基を有するアクリルポリマの溶液にＤ
ＣＭを５ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記赤顔料分散色フィルタ層５１０と同じ手法、
条件を使用して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０２１９】
　青色変換フィルタ層５２２は、アクリル架橋官能基を有するアクリルポリマの溶液にク
マリン４を５ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記赤顔料分散色フィルタ層５１０と同じ手
法、条件を使用して、膜厚１μmのパターンを形成した。
【０２２０】
　本実施例の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルは、比較例１と比べて、積分
比で、緑発光域と赤発光域において、それぞれ３０％程度強度が高い結果を得た。また、
青発光域においては９％程度強度が高い結果を得た。
【０２２１】
　本実施例では、赤色フィルタは、赤色顔料分散フィルタ層と発光物質を含有する色変換
フィルタ層と青色変換フィルタ層との３層から構成される。緑色フィルタも、緑色顔料分
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散フィルタ層と発光物質を含有する色変換フィルタ層と青色変換フィルタ層との３層から
構成される。青色フィルタは、青顔料分散色フィルタ層と発光物質を含有する色変換フィ
ルタ層との２層から構成される。
【０２２２】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、青色変換フィルタ層５２２において、４２０
ｎｍ以下の光を吸収して、４２０ｎｍ以上の青色領域に発光することで、青顔料分散色フ
ィルタ層５１２の透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。緑色変換フィルタ層
５２１においては、青色変換フィルタ層５２２における青色領域の発光を付加した波長４
６０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の高い波長４６０ｎｍ以上の光
を発して、透過光にその発光分を付加し、緑色領域の輝度を向上できる。また、赤色変換
フィルタ層５２０においては、青色変換フィルタ層５２２における青色領域の発光を付加
した波長５５０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収することで、より強度の高い波長５５０ｎ
ｍ以上の光を発して、透過光にその発光分を付加し、赤色領域の輝度を向上できる。
【０２２３】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜によって、変換フィルタ基板とし
ての透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加
されることで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層からの発
光を変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、
効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる。
【実施例１２】
【０２２４】
　図６に示す断面図の有機ＥＬ表示装置を以下の条件で作製した。対向透明基板６０２側
を除いて、実施例１と同じ条件で形成した。
【０２２５】
　図６において、対向透明基板６０２として無アルカリガラス基板を用い、多孔質絶縁膜
６０１として、実施例１とは異なる水素化シルセスキオキサン化合物を主成分とするメチ
ルイソブチルケトン塗布溶液を基板に塗布した後、窒素雰囲気中、炉体加熱方式を用いて
、１００℃で２０分、１５０℃で２０分、２００℃で２０分、３５０℃で６０分間加熱す
ることで、以下の特性を有するＳｉＯを主成分とする多孔質絶縁膜６０１を形成した。
【０２２６】
膜厚：２００ｎｍ、密度：１．１２ｇ／ｃｍ3、屈折率：１．２９、
膜硬度：０．６１ＧＰａ、膜弾性率：９．１７ＧＰａ、
膜中の平均空孔径：１．４ｎｍ、膜中の極大空孔径：０．６ｎｍ
可視光域の光透過率：９０％以上
【０２２７】
　次に、対向透明基板６０２側の赤、緑、青の色変換フィルタパターン（６１０、６１１
、６１２）について説明する。
【０２２８】
　緑色変換フィルタ層６１１は、緑顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液に、発
光物質フルオロール５５５（Fluorol555）を５ｗｔ％混合した溶液を用意した。この溶液
を、多孔質絶縁膜上に塗布し、ホットプレート方式を用いて、不活性な窒素雰囲気中で８
０℃で４分間加熱して塗膜を形成する。次に、周知のフォトリソグラフィ技術を使って、
露光、現像して、所望のパターンを形成する。次いで、ホットプレート方式を用いて不活
性な窒素雰囲気中で１５０℃で１５分間加熱、硬化して、膜厚１．８μmのパターンを形
成した。
【０２２９】
　赤色変換フィルタ層６１０は、赤顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液に、発
光物質ＤＣＭを５ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記緑色変換フィルタ層６１１と同様の
手法、条件を使用して、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
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【０２３０】
　青色変換フィルタ層６１２は、青顔料を分散した顔料分散型感光性レジスト溶液に、発
光物質クマリン４を５ｗｔ％混合した溶液を用意し、上記緑色変換フィルタ層６１１と同
様の手法、条件を使用して、膜厚１．８μmのパターンを形成した。
【０２３１】
　本実施例の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルは、比較例１と比べて、積分
比で、緑発光域と赤発光域において、それぞれ１０％程度強度が高い結果を得た。また、
青発光域においては５％程度強度が高い結果を得た。
【０２３２】
　本実施例では、赤、緑、青色フィルタは、色顔料と発光物質を含有する色変換フィルタ
層から構成される。
【０２３３】
　白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラー
表示に必要な３原色に発光する。このとき、青色変換フィルタ層６１２において、４２０
ｎｍ以下の光を吸収して、４２０ｎｍ以上の青色領域に発光することで、青色フィルタの
透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。緑色変換フィルタ層６１１においては
、波長４６０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収し、波長４６０ｎｍ以上の光を発して、透過
光にその発光分を付加し、緑色領域の輝度を向上できる。また、赤色変換フィルタ層６１
０においては、波長５５０ｎｍ以下の光を発光物質が吸収し、波長５５０ｎｍ以上の光を
発して、透過光にその発光分を付加し、赤色領域の輝度を向上できる。
【０２３４】
　さらに、前記特性(1)ないし(6)を有する多孔質絶縁膜によって、変換フィルタ基板とし
ての透明基板よりも屈折率が小さく、かつ膜中に存在する微小空孔よる光散乱効果が付加
されることで、変換フィルタを透過した有機ＥＬ層からの発光、及び有機ＥＬ層からの発
光を変換フィルタで変換した発光を含めて、透明基板内に閉じ込められることを低減し、
効率よく透明基板外部に取り出して輝度を向上できることが可能となる。
【実施例１３】
【０２３５】
　図１に示す断面図の有機ＥＬ表示装置を以下の条件で作製した。対向透明基板１０９側
の多孔質絶縁膜１０８を除いて、実施例１と同じ条件で形成した。
【０２３６】
　多孔質絶縁膜１０８は、実施例１とは異なる水素化シルセスキオキサン化合物を主成分
とするメチルイソブチルケトン塗布溶液を基板に塗布した後、ホットプレート加熱方式を
用いて、窒素雰囲気中などの不活性雰囲気内にて１００℃で１０分、１５０℃で１０分、
２３０℃で１０分、３５０℃で１０分間加熱することで、以下の特性を有するＳｉＯを主
成分とする多孔質絶縁膜１０８を形成した。
【０２３７】
膜厚：２００ｎｍ、密度：１．１２ｇ／ｃｍ3、屈折率：１．２９、
膜硬度：０．６１ＧＰａ、膜弾性率：９．１７ＧＰａ
可視光域の光透過率：９０％以上
【０２３８】
　また、本実施例の多孔質絶縁膜１０８は、膜表面に対して微小開口空孔が存在する。そ
の開口空孔径は、図１０に示すような分布を有し、極大径は約０．８ｎｍで、０．５ｎｍ
から３．５ｎｍ程度の開口径を有する空孔が存在する。この多孔質絶縁膜１０８は、膜表
面に存在するこのような微小開口孔が水分を吸着することで、図１１に示すように、封止
された有機ＥＬ表示装置内の湿度に応じて、吸着水蒸気量が増加する特性を有している。
【０２３９】
　本実施例の有機ＥＬ表示装置で測定された発光スペクトルは、比較例１と比べて、積分
比で、緑発光域と赤発光域において、それぞれ１０％程度強度が高い結果を得た。
【０２４０】
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　本実施例では、赤、緑色フィルタは、色顔料と発光物質を含有する色変換フィルタであ
る。白色有機ＥＬの発光は、赤、緑、青色フィルタを透過することで分光され、フルカラ
ー表示に必要な３原色に発光する。このとき、色変換フィルタによって、緑色フィルタ層
１１１において、通常透過しない短波長側の光を吸収して、緑色領域に発光することで、
緑色フィルタの透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。また、赤色フィルタ層
１１０において、通常透過しない短波長側の光を吸収して、赤色領域に発光することで、
赤色フィルタの透過光にその発光分を付加し、輝度を向上できる。
【０２４１】
　さらに本実施例では、多孔質絶縁膜が、前記特性(1)ないし(6)に加えて、前記特性(7)
に示す水分吸着特性を有することで、封止空隙に露出された多孔質絶縁膜が封止された基
板間に存在する水分を吸着する乾燥機能を発揮する。この水分吸着機能により、有機ＥＬ
表示装置は、水分により発光寿命が劣化することが知られており、通常封止された有機Ｅ
Ｌ表示装置において乾燥剤を必要するが、乾燥剤を省くことができ、部材コストや乾燥剤
を付加する工程を削減できる効果がある。
【０２４２】
〔比較例３〕
　前記比較例２において、多孔質絶縁膜の代わりに成膜したＴＥＯＳ膜について、実施例
１３と同様の方法を用いて水分の吸着特性を評価したが、ＴＥＯＳ膜では膜表面に対して
開口した空孔が存在しないので、実施例１３で用いた多孔質絶縁膜とは異なり、水分の吸
着は認められなかった。
【０２４３】
　これから、本発明の多孔質絶縁膜が実施例１３で示すような水分吸着特性を有すること
で、封止空隙に露出された多孔質絶縁膜が封止された基板間に存在する水分を吸着する乾
燥機能を発揮する。この水分吸着機能により、有機ＥＬ表示装置は、水分により発光寿命
が劣化することが知られており、通常封止された有機ＥＬ表示装置において乾燥剤を必要
するが、乾燥剤を省くことができ、部材コストや乾燥剤を付加する工程を削減できる効果
がある。
【図面の簡単な説明】
【０２４４】
【図１】本発明に係るアクティブ型有機ＥＬ表示装置を説明するための断面図
【図２】本発明に係るアクティブ型有機ＥＬ表示装置を説明するための断面図
【図３】本発明に係るアクティブ型有機ＥＬ表示装置を説明するための断面図
【図４】本発明に係るアクティブ型有機ＥＬ表示装置を説明するための断面図
【図５】本発明に係るアクティブ型有機ＥＬ表示装置を説明するための断面図
【図６】本発明に係るアクティブ型有機ＥＬ表示装置を説明するための断面図
【図７】本発明に係る有機ＥＬ表示装置の封止形態を説明するための断面図
【図８】本発明に係る有機ＥＬ表示装置を説明するための鳥瞰図
【図９】実施例１と比較例１の有機ＥＬ表示装置で測定された可視光波長域に対する発光
スペクトル強度比較図
【図１０】本発明に係る多孔質絶縁膜表面に対して微小開口空孔の径分布図
【図１１】本発明に係る多孔質絶縁膜の水蒸気吸着特性図
【図１２】本発明に係る多孔質絶縁膜中に存在する微小空孔の径分布図
【図１３】本発明で用いる好適な発光物質を示す図
【符号の説明】
【０２４５】
１０１…基板、１０２…ＴＦＴ素子回路層、１０３…有機ＥＬ層下部電極、１０４…隔壁
絶縁膜、１０５…白色有機ＥＬ層、１０６…有機ＥＬ層上部透明電極、１０７…ガスバリ
ア絶縁膜、１０８…多孔質絶縁膜、１０９…対向透明基板、１１０…赤色変換フィルタ層
、１１１…緑色変換フィルタ層、１１２…青顔料分散色フィルタ層、１１３…封止空間、
２０１…多孔質絶縁膜、２０２…対向透明基板、２１０…赤顔料分散色フィルタ層、２１
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１…緑顔料分散色フィルタ層、２１２…青顔料分散色フィルタ層、２２０…青色変換フィ
ルタ層、２２１…緑色変換フィルタ層、
３０１…多孔質絶縁膜、３０２…対向透明基板、３１０…赤顔料分散色フィルタ層、３１
１…緑顔料分散色フィルタ層、３１２…青顔料分散色フィルタ層、３２０…赤色変換フィ
ルタ層、３２１…緑色変換フィルタ層、３２２…青色変換フィルタ層、
４０１…多孔質絶縁膜、４０２…対向透明基板、４１０…赤色変換フィルタ層、４１１…
緑色変換フィルタ層、４１２…青顔料分散色フィルタ層、４１３…青色変換フィルタ層、
５０１…多孔質絶縁膜、５０２…対向透明基板、５１０…赤顔料分散色フィルタ層、５１
１…緑顔料分散色フィルタ層、５１２…青顔料分散色フィルタ層、５２０…赤色変換フィ
ルタ層、５２１…緑色変換フィルタ層、５２２…青色変換フィルタ層、
６０１…多孔質絶縁膜、６０２…対向透明基板、６１０…赤色変換フィルタ層、６１１…
緑色変換フィルタ層、６１２…青色変換フィルタ層、
７０１…ＴＦＴ回路・白色有機ＥＬ層形成基板、７０２…基板間封止シール剤、７０３…
色変換フィルタ形成透明基板、
８０１…ＴＦＴ回路・白色有機ＥＬ層形成基板、８０２…色変換フィルタ側透明基板、８
０３…表示領域、８０４…回路駆動ドライバＩＣ、８０５…フレキシブルプリント配線板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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